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项目简介：



微纳加工制造技术作为现代高端制造的基础，是众多核心领域技术实现的关

键因素。双光子激光直写光刻作为一项无掩模、非真空、真三维光刻技术，已经

广泛应用于光子芯片、新型传感器等领域。但是，当前的双光子激光直写光刻的

精度和效率严重限制了其在工业领域的进一步应用。

该项目围绕超分辨并行激光直写光刻技术与装备开展一系列研究，提出了光

与物质共限域的超分辨并行激光直写光刻新技术，不仅突破了光学衍射极限，还

克服了单通道光刻效率低以及光束波动引起的光刻稳定性差的问题。该项目实现

了高精度、高通量、高稳定性的激光纳米直写光刻，刻写精度达 50 nm 以下，

并行光束通道数可达万束，建立了独特的 3D 纳米光刻制造的新途径。面向并行



超分辨激光直写光刻技术与装备，自主研发了包括高通量并行直写技术、高精度

超分辨焦斑调制技术、高精度光束稳定技术、高精度焦面跟踪技术、边缘光与材

料复合抑制光刻胶技术、高性能控制系统及软件在内的全套关键核心技术，全面

实现了该技术与系统的自主可控，相关技术指标达到国际一流水平。

本项目的研究工作，在国际一流学术期刊上发表 SCI 论文 23 篇，取得了成

体系的知识产权，申请国家发明专利 77 项，其中授权 25 项，取得软著证书 6

项，项目相关技术成果应用于国内 70 多家单位，与多家企业合作，进行技术转

让与产业化，打破了欧美企业在直写光刻装备的垄断，建成了高端 3D 纳米直写

光刻装置体系，取得了显著的经济及社会效益。


